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결정상으로 이루어진 중형다공성 이산화티탄 박막은 광촉매나 광전자분야에 이용될 것으로 예상되

는 유망한 물질이다. 계면활성제를 구조유도체를 이용해서 중형다공성 이산화티탄 박막을 합성하며 

여러 가지 합성조건을 변화시켜서 기공구조를 1차원 hexagonal 혹은 3차원 cubic 구조로 조절해 왔

다.  본 발표는 기공이 기판과 수직으로 형성된 중형다공성 이산화티탄 박막의 구체적인 합성 조건에 

대해서 연구하였다. 실리콘 단결정 웨이퍼나 유리판, 인듐-주석산화물을 기판으로 사용하였으며 스

핀코팅법으로 박막을 형성하였다. 이산화티탄 박막의 구조는 주사전자현미경, 투과전자현미경, X-

선회절분석기를 이용해서 분석하였다. 계면활성제와 이산화티탄 전구체의 비율, 용매의 종류, 건조

온도, 건조습도 등을 조절하여서 최적화된 합성 조건을 확인하였으며 특히 건조온도가 기공구조 형

성에 결정적인 역할을 했다.  


